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【００９４】
　このように、調整板移動機構１４２を介して、調整板１３４の基板Ｗに対する水平方向
の位置を微調整したり、調整板移動機構１６０を介して、調整板１３４の基板Ｗに対する
水平及び垂直方向の位置を微調整したりすることで、基板Ｗの表面に形成されるめっき膜
の膜厚の面内均一性を向上させることができる。特に、調整板１３４は、基板Ｗに近接し
た位置に配置されるため、調整板１３４の基板Ｗに対する垂直または水平方向の位置を微
調整することが、基板Ｗの表面に形成されるめっき膜の膜厚の面内均一性を向上させる上
で重要となる。
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